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반도체 생산도 황사 처방놓고 고심
특허청, 황사 비례해 미세먼지 제거기술 증가 … 필터 관련출원 증가

봄마다 극심한 황사가 반복되면서 반도체업계에 비상이 걸렸다. 황사로 인해 고도의 정밀성이 요구되는 반

도체 공정에 치명적인 결함이 우려되기 때문이다.

반도체업계는 최근 5년 동안 황사피해를 줄이기 위해 청정공기 공급설비를 강화하고 클린룸에 들어갈 때 하

는 에어샤워 시간을 늘리는 한편, 에어-건(Air-Gun)을 설치해 출입자의 옷에 묻을 수 있는 미세먼지를 제거하

는 등의 대책마련에 고심하고 있다.

이에 따라 황사피해를 막기 위한 관련기술의 특허출원은 크게 증가할 것으로 보인다.

특허청에 따르면, 황사피해를 없애는 기술과 관련된 반도체업계의 출원은 1999년 16건, 2000년 25건, 2001년 

29건, 2002년 26건, 2003년 14건으로, 환경부에서 발표한 황사 발생일수인 1999년 6일, 2000년 10일, 2001년 27

일, 2002년 16일, 2003년 3일에 추세적으로 비례하고 있다.

반도체업계에서 출원되고 있는 황사퇴치 관련기술은 크게 공정실로 유입되는 기체의 오염을 방지하는 기술, 

입자 및 반입자재에 의한 오염을 방지하는 기술, 웨이퍼 수납용기의 오염을 방지하는 기술로 나뉜다.

황사를 막기 위한 반도체업계의 특허 출원동향
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공정실로 유입되는 기체의 오염방지기술
출입자 및 반입자재에 의한 오염방지기술
웨이퍼 수납용기의 오염방지기술
합  계

공정실로 유입되는 기체의 오염을 방지하는 기술로는 깨끗한 외부 공기를 흡입하기 위해 송풍장치, 다중 필

터,이온성분 및 냄새까지 제거하는 필터 등 필터기능을 향상시키는 기술이 5년 동안 총 39건 출원됐으며, 출입

구에 들어오는 인체를 감지해 송풍장치가 동작되는 에어샤워와 반입자재에 묻은 미세먼지를 제거하는 에어-건 

및 에어노즐 기술 등 출입자 및 반입자재에 의한 오염을 방지하는 기술도 51건이 출원됐다.

또 웨이퍼 수납용기의 오염방지 기술로는 반도체 웨이퍼가 수납된 반송박스를 클린룸 내에서 공정장치로 반

입․반출할 때 용기 내부에 청정가스를 유입하고 내부 오염물을 흡입하는 시스템과 오염을 방지하는 카세트 

및 캐리어에 의한 기술 등 20건이 출원됐다.

특허청은 앞으로 황사가 더욱 극심할 것으로 보고 반도체 생산라인 관련 오염방지 기술출원이 꾸준히 증가

할 것으로 전망하고 있다. <조인경 기자>
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